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摘 要

由於太陽能級多晶矽純度提純研究的焦點皆以能降低成本、減少污染及減低能耗為方向。故本實驗採取低成本、低污染之

氧化物造渣製程，來去除冶金級矽中最難以除去之硼雜質元素。 研究規劃將配製不同類型之複合造渣劑，使用感應加熱爐

進行造渣熔煉，並對所得之矽鑄錠進行硼雜質殘留量的檢測分析。其間藉由對複合造渣劑種類、添加量的改變、持溫時間

的調整及造渣劑分次添加等參數，對冶金級矽中硼雜質的殘留情形做系列探討。 實驗結果發現，造渣劑之氧化鈣成份比氧

化鋁更易分解提供氧，與矽液中之硼元素反應成為硼氧化合物上浮而分離。而且矽料中造渣劑使用量的增多，確實對硼雜

質元素的去除是有幫助的。而且熔融持溫時間的適當增長，亦益於分解氧與硼元素有較充分的時間產生反應。藉由分次造

渣劑添加的方式，確實對硼雜質元素的持續去除是有幫助的；因一次全量添加過多的造渣劑，將無法使造渣劑與矽液產生

充分有效的反應，然而增多造渣劑總量分次添加的次數，對硼雜質的去除比率仍有一定的極限；若欲進一步降低硼雜質含

量勢必要搭配添加量的增多，方能達成低硼多晶矽品質之目標。 綜合整體實驗結果，建議5SiO2-4CaO-1Al2O3應為最佳造

渣劑的配比，同時將120 wt.%的造渣劑使用量分五次添加，進行10~15持溫時間的熔煉，對冶金矽中之硼雜質去除具有最

顯著的成效，能使原粉8.4 ppm.的硼含量降至1.7 ppm.，其去除率高達79%。

關鍵詞 : 冶金級矽、複合造渣劑、硼雜質、純化
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